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光刻胶国内的研发起步较晚

光刻胶的研发，关键在于其成分复杂、工艺技术难以掌握。光刻胶主要成分有高分子树脂、色浆、单体
、感光引发剂、溶剂以及添加剂，开发所涉及的技术难题众多，需从低聚物结构设计和筛选、合成工艺
的确定和优化、活性单体的筛选和控制、色浆细度控制和稳定、产品配方设计和优化、产品生产工艺优
化和稳定、最终使用条件匹配和宽容度调整等方面进行调整。因此，要自主研发生产，进口光刻胶za，
技术难度非常之高。

在光刻胶研发上，我国起步晚，2000年后才开始重视。近几年，虽说有了快速发展，但整体还处于起步
阶段。事实上，工艺技术水平与国外企业有着很大的差距，尤其是尖端材料及设备都仍依赖进口。

 

5，显影液

 

在已经曝光的硅衬底胶面喷淋显影液，或将其浸泡在显影液中，正胶是曝光区、而负胶是非曝光区的胶
膜溶入显影液，胶膜中的潜影显现出来，形成三维图像。

 

显影完成后通常进行工艺线的显影检验，通常是在显微镜下观察显影效果，显影是否彻底、光刻胶图形



是否完好。 

影响显影的效果主要因素：

 

1，曝光时间，2前烘温度和时间，3光刻胶膜厚，4显影液浓度温度，进口光刻胶薄胶，5显影液的搅动情
况。

 

 

光刻工艺主要性一

光刻胶不仅具有纯度要求高、工艺复杂等特征，还需要相应光刻机与之配对调试。一般情况下，一个芯
片在制造过程中需要进行10~50道光刻过程，光刻胶，由于基板不同、分辨率要求不同、蚀刻方式不同等
，不同的光刻过程对光刻胶的具体要求也不一样，即使类似的光刻过程，不同的厂商也会有不同的要求
。

针对不同应用需求，光刻胶的品种非常多，这些差异主要通过调整光刻胶的配方来实现。因此，通过调
整光刻胶的配方，满足差异化的应用需求，是光刻胶制造商最核心的技术。

此外，由于光刻加工分辨率直接关系到芯片特征尺寸大小，而光刻胶的性能关系到光刻分辨率的大小。
限制光刻分辨率的是光的干涉和衍射效应。光刻分辨率与曝光波长、数值孔径和工艺系数相关。

赛米莱德(图)-进口光刻胶薄胶-光刻胶由 北京赛米莱德贸易有限公司提供。 北京赛米莱德贸易有限公司
（www.semild.com）为客户提供“光刻胶”等业务，公司拥有“赛米莱德”等品牌。专注于工业制品等
行业，在北京 大兴区 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：况经理。
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